


แอโนดสำหรับการชุบด้วยไฟฟ้า เช่น การชุบแผงวงจรด้วย
คอปเปอร์ซัลเฟต ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากแอโนดที่
ละลายน้ำได้เป็นแอโนดที่ไม่ละลายน้ำ แอโนด IrO2 เป็นก
ระแสแอโนดหลักที่ใช้ในงานประเภทนี้ เนื่องจากมี
ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า แต่มีการบริโภคสารเติมแต่งที่
สัมผัสกับพื้นผิวแอโนดในอัตราที่สูง ซึ่งปกติแล้วจะใช้ได
อะแฟรมในถังชุบช่วยป้องกัน IrO2 + Barrier แอโนดนี้ 
สามารถแก้ปัญหาทั้งสองได้โดยลำพัง เนื่องจากพื้นผิวขั้วบวก 
(การเคลือบด้านบน) ทำหน้าที่เป็นไดอะแฟรมด้วย

Ir02 + Barrier แอโนด ช่วยปัญหาการใช้สารเติมแต่งและการ
บำรุงรักษาไดอะแฟรมพร้อมกัน

IrO2 แอโนดทั่วไป

แอโนด IrO2 + barrier

โครงสร้าง

ภาพตัดขวางของชั้นพื้นผิว

สารแต่งเติม
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ชั้นไทเทเนี่ยม

ข้อมูลการทดสอบการใช้สารแต่งเติม (การชุบทองแดง)

แอโนด IrO2 + barrier

IrO2 แอโนดทั่วไป
บอลทองแดงในตะกร้าไทเทเนี่ยม
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